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Messgrof3en:

Lange /

Strichmal3e

Abstande
Koordinatenmesstechnik

Bemerkungen

Positionen und Abstande
gleichgerichteter Kanten
(unidirektional) und
Mittenpositionen von Strukturen
auf ebenen Substraten
(Hartschichtmasken)

bis 150 mm

Messung im Auflicht

0,035 um

Kalibrierung mit
optischem
Maskenmessgerat
LMS IPRO

Abweichungen von
Sollpositionen von Strukturen
auf ebenen Substaten
(Hartschichtmasken)

Messflache
150 mm x 150 mm

Messung im Auflicht

2D-Gitter

Messungen im Auflicht
im 4-Lagen-Verfahren

0,010 pm

Rundheit

lokale
Rundheitsabweichungen
(LRD)

quadratischer Mittelwert der
Rundheitsabweichungen
(RONQ)

Gesamt-
Rundheitsabweichung
(RONt)

bis 2 um

Messung im Auflicht

0,035 pum

0,035 um

0,050 pm

Winkel

360 °

bis 150 mm
Schenkellange

0,070

 Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2.
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.
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Bemerkungen

Positionen von nicht
gleichgerichteten
(bidirektionalen) Kanten auf
ebenen Substraten (Chrom-
Hartschichtmasken ohne

Messflache
150 mm x 150 mm

Messung im Auflicht

fur nicht spezifizierte
Schichtdicke (zwischen
30 nm und 190 nm)

Kalibrierung mit
optischem
Maskenmessgerat
LMS IPRO

Antireflexschicht) nach Modellrechnung
Position bis 150 mm 0,140 pm
Strukturbreiten bei halber 5um bis 150 mm 0,280 pm
Strukturhéhe
Kreisdurchmesser bei halber 10 ym bis 150 mm | = 32 Messpunkte 0,270 pm
Strukturhéhe

Positionen von nicht Messflache Messung im Auflicht

gleichgerichteten 150 mm x 150 mm

(bidirektionalen) Kanten auf fur bekannte

ebenen Substraten (Chrom- Schichtdicke zwischen

Hartschichtmasken ohne 30 nm und 190 nm

Antireflexschicht) nach Modellrechnung
Position bis 150 mm 0,060 pm
Strukturbreiten bei halber 5um bis 150 mm 0,100 pm
Strukturhdhe
Kreisdurchmesser bei halber 10 um bis 150 mm | = 32 Messpunkte 0,090 pm
Strukturhdhe

Positionen von nicht Messflache Messung im Auflicht

gleichgerichteten 150 mm x 150 mm

(bidirektionalen) Kanten auf nach externem

ebenen Substraten (Chrom- Breitenanschluss fur

Hartschichtmasken ohne bidirektionale Maf3e auf

Antireflexschicht) dem Messobjekt (NMI-
Position bis 150 mm Referenzkalibrierung) 0,045 pm
Strukturbreiten bei halber 5um bis 150 mm 0,070 pm
Strukturhéhe
Kreisdurchmesser bei halber 10 ym bis 150 mm | = 32 Messpunkte 0,060 pm

Strukturhdhe

 Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2.
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.



